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Las micro y nanoestructuras metálicas 

sobre películas delgadas son de mucho 

atractivo e interés por las múltiples aplica-

ciones en variadas áreas, tales como catáli-

sis, sensores, almacenamiento de datos, op-

toelectrónica, entre otros [1]. 

Se fabricaron varias series de películas 

de cobre de 100 nm de espesor, sobre sustra-

tos de mica y cuarzo, mediante evaporación 

por haz de electrones. El depósito metálico 

es de baja rugosidad media en compara-

ción a la rugosidad media de las muestras 

tratadas térmicamente, según lo eviden-

ciado en las imágenes topográficas obte-

nidas por microscopía de fuerza atómica. 

Posteriormente las películas fueron tra-

tadas térmicamente en ambiente inerte a di-

ferentes temperaturas entre 300 y 750 °C y 

durante tiempos de tratamiento, entre 1 hora 

y 6 horas.  

Las muestras obtenidas se protegieron 

con dodecanotiol por inmersión en solución. 

Según los resultados obtenidos por di-

fracción de rayos X, las películas metálicas 

tienen  orientación principal en la direc-

ción (111), parámetro que se conservó 

después de los tratamientos térmicos a las 

distintas temperaturas y tiempos utiliza-

dos. Aunque los depósitos son metálicos 

posteriormente al tratamiento térmico en 

atmósfera inerte, se obtiene una película 

de cobre recubierta por óxido de cobre, 

como se evidencia desde espectroscopia 

de fotoelectrones inducidos por rayos X. 

Mediante los resultados que se ob-

servaron en las micrografías obtenidas 

mediante microscopía electrónica de ba-

rrido, SEM, se evidenció la evolución 

desde una película continua hasta       

aglomeraciones de micro y nanopartículas 

con la temperatura y tiempo de tratamien-

to. Primero se observó la  nanoestructura-

ción de la película para tiempos cortos y 

más bajas temperaturas. Luego se forma-

ron dendritas en distintos sitios de la su-

perficie. Finalmente se produce una re-

tracción de la superficie metálica desde 

los agujeros formados, quedando una dis-

tribución de micro y nanopartículas en la 

superficie [2].     

 

 

Fig.1   Micrografías SEM de formación de microislas  

de cobre sobre superficie de cuarzo, tratamiento tér-

mico a 750 °C, (a) durante 1,5 horas  y (b) durante 3 

horas. 
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